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１． 概要（Summary） 

我々の研究チームでは polydimethylsiloxane 

(PDMS)形成型の作製において，SU-8 レジストを使用し

ている．SU-8 の露光時には，より矩形形状を得るために

は 350 nm 以下の波長をカットすることが望ましいため，

京都大学桂キャンパス CR 内施設の露光装置

(PEM-800)にロングパスフィルターを設置した．そこで，

ロングパスフィターの導入がポジ型レジストOFPR-800(東

京応化)の解像度に与える影響について検証した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

両面マスクアライナ露光装置(PEM-800) 

【実験方法】 

検証基板としてSi基板を使用し，OFPR-800の塗布は

MIKASA製スピンコーター（1000 rpm,30 s）にて行った．

ロングパスフィルターの影響を見るため，露光エネルギー

（60，70，80 mJ/cm2）に対して，光路中にフィルターを設

置した場合としない場合とでレジストパターンをシリコン基

板上に形成し，現像（NMD-3, 22℃, 40 s）後，測長顕微

鏡でパターン精度の確認を行った． 

観察パターンは 2.5 m の孤立ライン及び孤立スペー

スのパターンとした（それぞれ Fig. 1左および右）． 

 

Fig. 1 Photomask pattern. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Table 1は Fig.1に示す各パターンの現像後の線幅測

定の結果を示したものである．Table 1 よりロングパスフィ

ルター取り付けの有無は OFPR-800 の解像に差がない

ことが確認できた． 

 
Table 1 Result of a measurement of the photoresist 

linewidth. 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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